Влияние параметров синтеза на качество CVD-графена 
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Проведены эксперименты по синтезу методом химического газофазного осаждения (CVD) графена на медной фольге в камере с холодными стенками, и выявлена повторяемая зависимость качества пленки от параметров синтеза. Критериями оценки качества являются: поверхностное сопротивление, однородность пленки, КРС-спектр и размер зерна. Наиболее важными параметрами при синтезе CVD-графена являются: температура, концентрация прекурсора и время синтеза. Выявлены параметры синтеза, при которых происходит образование моно-зерен графена, срастание их в единую пленку и образование второго слоя. Подобраны параметры, позволяющие проводить полный цикл синтеза за 7 минут, получая при этом монослой графена высокого качества. 
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